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【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｄ  69/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  71/02     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  63/06     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｄ  69/12    　　　　
   Ｂ０１Ｄ  71/02    　　　　
   Ｂ０１Ｄ  63/06    　　　　
   Ｂ０１Ｄ  63/08    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年9月4日(2014.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の微細孔を有する多孔質構造において、酸化膜により、前記微細孔の開口形状およ
び面内分布を維持しながら、前記微細孔の径が一様に小さくなっていることを特徴とする
多孔質構造。
【請求項２】
　複数の微細孔を有する多孔質体と、酸化膜とを備えた濾過フィルタであって、前記酸化
膜により、前記微細孔の開口形状および面内分布を維持しながら、前記微細孔の径が一様
に小さくなっていることを特徴とする濾過フィルタ。
【請求項３】
　前記酸化膜が、チタン、ガリウム、鉄、クロム、アルミニウム、マグネシウム、ジルコ
ニウム、インジウム、スズ、バナジウムまたはシリコンの単一組成酸化膜またはこれらの
混晶酸化膜であることを特徴とする請求項２記載の濾過フィルタ。
【請求項４】
　前記酸化膜が、ミストＣＶＤ法で成膜されたものであることを特徴とする請求項２また
は３に記載の濾過フィルタ。
【請求項５】
　前記多孔質体が、軸方向に貫通する少なくとも１つの中空空間を有する円柱状フィルタ
であることを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の濾過フィルタ。
【請求項６】
　前記多孔質体が、厚さ方向に貫通する前記微細孔が面内に配列されたメソポーラス基板
であることを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載の濾過フィルタ。
【請求項７】
　複数の微細孔を有する多孔質体が配置された成膜室を昇温する昇温工程と、
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　溶液を振動させてミストを発生させるミスト発生工程と、
　前記ミストを昇温後の前記成膜室内に導入し、前記多孔質体においてＣＶＤ反応を起こ
させ、前記多孔質体に酸化膜を成膜する成膜工程と、
を含むことを特徴とする濾過フィルタの製造方法。
【請求項８】
　前記酸化膜が、チタン、ガリウム、鉄、クロム、アルミニウム、マグネシウム、ジルコ
ニウム、インジウム、スズ、バナジウムまたはシリコンの単一組成酸化膜またはこれらの
混晶酸化膜であることを特徴とする請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記多孔質体が、軸方向に貫通する少なくとも１つの中空空間を有する円柱状フィルタ
であることを特徴とする請求項７または８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　請求項２～６のいずれかに記載の濾過フィルタと、
前記濾過フィルタの少なくとも前記酸化膜が成膜された面に光を照射する光照射手段と、
を備えたことを特徴とする濾過装置。
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